ArF準分子雷射加工鑽石膜之材料移除機制探討
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鑽石因具有高硬度、高熱導係數、透光範圍廣和耐腐蝕等特性，所以已逐漸成為工程應用上最重要的材料之一；然因天然鑽石取得不易且價格昂貴等因素限制了其應用之廣度。目前使用化學氣相沉積法(CVD)沉積的多晶鑽石膜在許多方面已擁有與天然單晶鑽石極近似的物理特性，若能降低CVD鑽石膜表面粗糙度將使鑽石膜之應用增添極大之潛力。本文以ArF準分子雷射(.lambda.=193nm)拋光CVD鑽石膜，再分別以掃描式電子顯微鏡(SEM)、拉曼光譜儀與表面粗度儀觀察分析鑽石膜加工後之表面顯微結構及形貌之變化。根據拉曼光譜測量證明研究結果顯示CVD鑽石膜在經過雷射加工後其表面之部分鑽石結構會轉換成碳之其他相(石墨、無晶形碳、無晶形鑽石…等等)進而達成材料移除之目的。且有效地將表面粗度(Ra)在1000個脈衝內由未加工前的0.4μm以上降至加工後之0.1μm以下。

